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基于光楔的并行受激发射损耗荧光擦除
图案产生方法
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摘要　提出了一种基于光楔的全新的并行荧光擦除图案产生方法,使用光楔及配套反光镜来调控损耗光束入射辅

助物镜时的物方倾斜角,可充分利用显微物镜的数值孔径,产生出周期更小的并行荧光擦除图案.仿真结果显示:

当使用数值孔径为１．４的显微物镜且损耗光波长为７６０nm时,所提方法能产生出周期为２８２．０nm×２８３．６nm的

正方形网格状并行荧光擦除图案,能实现更高的成像分辨率.
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Abstract　Herein anovelmethodforgeneratingparallelizedfluorescencedepletionpatternsbasedonopticalwedges
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１　引　　言

并行受激发射损耗(STED)显微术是一种新型

的超分辨成像技术,它突破了传统STED显微成像

技术的点扫描成像方式,采用空间上周期性排列的

“面包”光圈或光学格子作为荧光擦除图案实现并行

STED成像,可有效提升成像速度,更好地揭示蛋白

质相互作用等微观生命活动的机制[１Ｇ８].２０１１年,

Hell等[３]使用光纤分束器调制出４个呈周期性排

列的“面包”光圈,首次实现了并行STED成像,但

因装置过于复杂,而且激光器的功率有限,该方法难

以实现更大规模的并行STED成像.２０１３年,Hell
等[９]通过衍射光栅产生出多达１０万个“面包”光圈

的并行荧光擦除图案,但每个“面包”光圈所含的损

耗光强过低,仅能满足可逆荧光蛋白的荧光关闭需

求.２０１４年,Yang等[１０]采用多光束干涉产生出较

大规模的并行荧光擦除图案,并用其实现了超分辨

成像;其中,由两对正交偏振损耗光束干涉产生的正

方形网格状并行荧光擦除图案的周期更小,且可保

证均匀的横纵成像分辨率,是最好的并行荧光擦除
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图案之一[１１].
根据多光束干涉原理,相关文献已报道了三种

较大规模正方形网格状并行荧光擦除图案的产生方

法,它们分别基于空间光调制器、沃拉斯顿棱镜或迈

克耳孙干涉仪结合类马赫Ｇ曾德尔干涉仪来调制出

两对呈轴对称的正交偏振损耗光束.令这４束损耗

光自辅助物镜物方焦点处斜入射由显微物镜及辅助

物镜组成的并行STED显微成像系统,４束损耗光

经显微物镜聚焦后于样本平面焦点处相遇,并干涉

产生出正方形网格状并行荧光擦除图案[１０,１２Ｇ１３].当

两对呈轴对称的正交偏振损耗光束干涉产生正方形

网格状并行荧光擦除图案时,样本平面焦点处的损

耗光束与光轴间的夹角决定了干涉光束间的光程

差,焦点处的损耗光束与光轴之间的夹角越大,并行

荧光擦除图案的周期越小[１４Ｇ１６].根据STED原理,
正方形网格状并行荧光擦除图案中相邻亮条纹间的

距离越近(周期越小),正方形网格中心的零光强区

域就越小,擦除得到的荧光光斑也就越小,因此更小

周期的并行荧光擦除图案可以实现更高的成像分辨

率[１,１０,１２].但受限 于 激 光 器 的 功 率,大 规 模 并 行

STED成像非常困难[１０,１２Ｇ１３,１７].本文采用模拟来验

证新方法的有效性.
在已报道的方法中,受空间光调制器衍射效率

所限,空间光调制器法造成的损耗光的能量损失很

大,因而较少采用[１０];虽然沃拉斯顿棱镜法造成的

损耗光的能量损失较少,但双折射晶体对损耗光束

的分束角固定,所以该方法难以灵活地调控损耗光

束入射并行STED显微成像系统的物方倾斜角,使
其不能充分利用显微物镜数值孔径产生出更小周期

的并行荧光擦除图案[１０,１３];而干涉仪法虽然可调控

损耗光束入射并行STED显微成像系统的物方倾

斜角,但其装置极其复杂,若要调制出两对呈轴对称

的正交偏振损耗光束,需要频繁地调整损耗光束的

偏振方向,并使被调制光束多次反复穿过偏振分光

棱镜,从而造成了很大的光能量损失[１２].鉴于此,
本文提出了一种基于光楔的全新的并行荧光擦除图

案产生方法,通过调整光楔的楔角、倾斜角及配套反

光镜的倾斜角来调控损耗光束入射并行STED显

微成像系统的物方倾斜角,使损耗光束外径与显微

物镜的后孔径内切,以充分利用显微物镜数值孔径

产生出周期更小的并行荧光擦除图案.仿真结果显

示,当损耗光波长为７６０nm且使用数值孔径为１．４
的显微物镜时,本方法能产生出周期为２８２．０nm×
２８３．６nm的正方形网格状并行荧光擦除图案.

２　基本原理

根据多光束干涉原理,正方形网格状并行荧光

擦除图案由如图１所示的两对传播平面垂直且偏振

态 正 交 的 等 振 幅 轴 对 称 线 性 偏 振 损 耗 光 束 产

生[１４Ｇ１６].图中,B１、B２、B３、B４分别代表空间中传播

的４束损耗光,其中B１、B２为竖直偏振光,B３、B４
为水平偏振光,它们在样本平面上与光轴的夹角分

别记为θ１、θ２、θ３、θ４.为研究这４束损耗光干涉产

生的并行荧光擦除图案,将损耗光简化为平面波,所
以图１中第j束损耗光电场的复振幅矢量Ej 在极

坐标系下的表达式为[１４Ｇ１６,１８]

Ej(r)＝Aexp[i(kjr＋φj)]ej. (１)
式中:A 为损耗光的振幅;i为虚数单位;kj为第j束

损耗光的波矢量;r 为极坐标系的自变量;φj为第j
束损耗光的初相位;ej为第j束损耗光的偏振矢量.

图１ 损耗光束在聚焦区域处的传播示意图

Fig敭１ PropagationdiagramofSTEDbeamsinfocus

　　聚焦区域损耗光束间的干涉现象符合叠加原

理,即:相同偏振态的损耗光束间发生干涉,其相遇

处的时间平均光强分布等于相同偏振态损耗光束电

矢量之和与其共轭复数乘积的一半;而偏振态正交

的损耗光束间不发生干涉,其相遇处的时间平均光

强分布等于它们各自光强之和[１９Ｇ２０].因此,本文推
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导出的图１所示４束损耗光在样本平面产生出的并

行荧光擦除图案在直角坐标系下的时间平均光强分

布表达式I(x,y,z)为[１３,１７,２０]

I(x,y,z)＝
　　A２ ２＋cos[B＋(φ１＋φ３－φ２－φ４)]{ }

B＝
２πn
λ
[(cosθ１＋cosθ３－cosθ２－cosθ４)z－

　　(sinθ３＋sinθ４)x－(sinθ１＋sinθ２)y]

ì

î

í

ï
ï
ï

ï
ï
ï

,

(２)
式中:n 为显微物镜浸油的折射率;λ 为损耗光在真

空中的波长.根据三角函数的性质,由(２)式可解得

并行荧光擦除图案的横向周期Px与纵向周期Py的

表达式为

Px ＝
λ

n(sinθ３＋sinθ４)
, (３)

Py ＝
λ

n(sinθ１＋sinθ２)
. (４)

　　因为图１中的４束损耗光关于光轴对称,即损

耗光束与光轴的夹角均相同,所以并行荧光擦除图

案周期的表达式可简化为

P＝
λ

２nsinθ
, (５)

式中:θ为样本平面上损耗光束与光轴之间的夹角;

P 为并行荧光擦除图案的周期.由(５)式可见,并
行荧光擦除图案周期与夹角θ成反比.

在并行STED显微成像系统中,４束损耗光束

B１~B４自辅助物镜物方焦点处以轴对称的方式

斜入射辅助物镜,经辅助物镜折射后正入射显微

物镜.由几何光学原理易知:损耗光束入射显微

物镜的入射高度等于辅助物镜焦距与损耗光束入

射辅助物镜的物方倾斜角正切值的乘积;经显微

物镜聚焦后,焦点处的损耗光束与光轴间的夹角

正比于损耗光束入射显微物镜的入射高度,当损

耗光束的外径与显微物镜的后孔径内切时入射高

度最大,此时样本平面焦点处损耗光束的边缘光

线与 光 轴 之 间 的 夹 角 等 于 显 微 物 镜 的 半 孔 径

角[２１Ｇ２２].所以,调控损耗光束入射并行STED显

微成像系统的物方倾斜角,令损耗光束外径与显

微物镜后孔径内切,可使样本平面焦点处损耗光

束的边缘光线与光轴间的夹角达到显微物镜数值

孔径所能允许的最大值.

３　光学系统设计

本文提出了一种基于光楔的全新的并行荧光擦

除图案产生方法,其光路装置如图２所示.

图２ 基于光楔的并行荧光擦除图案产生方法的光路装置

Fig敭２ Opticalsetupofparallelizedfluorescencedepletionpatternsgenerationmethodbasedonopticalwedge

　　从光源发出的随机偏振损耗光束被偏振分光棱

镜PBS分束后,水平偏振光直接正入射由 BS１、

OF１、OW１、R２和R３组成的子系统,而竖直偏振光

则经R１反射后正入射由BS２、OF２、OW２、R５和

R６组成的子系统.在基于光楔OW１的子系统中,
入射光首先被BS１分为两束.其中,透射光束B４
经OF１、OW１折射后与光轴呈一顺时针夹角u,该
夹角的大小由OW１的楔角及其倾斜角决定,如图３
(a)所示.图中I１、I′１、I２和I′２分别是B４穿过光楔

前后表面时的入射角及折射角.根据折射定律,本

文推导得到的夹角u 的表达式为[２１]

u＝sin－１ nOWsina＋sin－１ cosb
nOW

æ

è
ç

ö

ø
÷

é

ë
êê

ù

û
úú{ }＋

b－a－
π
２
, (６)

式中:a为光楔的楔角;b 为光楔相对于光轴的倾

斜角;nOW为光楔玻璃材料的折射率.在损耗光束

B４穿过平板玻璃OF１和光楔OW１调控该光束与

光轴间夹角的过程中,平板玻璃 OF１用于抵消损

耗光束B４经光楔 OW１折射所产生的垂轴偏移.
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由式(６)可见,较小的楔角有利于提升夹角u 的调

控精度,当楔角很小时,光楔可近似看作是一块平

板玻璃,所以在本方法中令 OF１与 OW１厚度相

同且倾角相反即可基本消除B４经 OW１折射所产

生的垂轴偏移.而反射光束B３经R２、R３反射后,
于 OW１后表面与透射光束B４合束,形成一对在

xoz平面内传播的轴对称水平偏振损耗光束.在

合束点处,损耗光束B３与光轴的夹角u′由配套反

光镜R３的倾斜角c、光楔的楔角a 及倾斜角b决

定,如图３(b)所示.图中R１及R′１、R２及R′２分别

为B３在R３、OW１后表面上的入射角及反射角.
为保证损耗光束B３与B４关于光轴对称,即u′等

于u,本文推导得出的反光镜倾斜角c 的表达式

为[２１]

c＝
３
２b－

３
２a－

π
４＋

１
２sin

－１ nOWsina＋sin－１ cosb
nOW

æ

è
ç

ö

ø
÷

é

ë
êê

ù

û
úú{ }. (７)

图３ 损耗光束与光轴夹角的调控机制示意.(a)透射损耗光束与光轴夹角的调控机制示意;
(b)反射损耗光束与光轴夹角的调控机制示意

Fig敭３SchematicdiagramsofcontrolmechanismoftheanglebetweenSTEDbeamandopticalaxis敭 a Schematicdiagram
ofcontrolmechanismoftheanglebetweentransmissionSTEDbeamandopticalaxis  b schematicdiagramof
　　　　　　　　controlmechanismoftheanglebetweenreflectionSTEDbeamandopticalaxis

　　另一方面,基于 OW２的子系统通过与上述同

样的原理,将入射光束调制成一对在yoz 平面内传

播的呈轴对称的竖直偏振损耗光束B１、B２,且它们

与光轴的夹角同样等于u.之后,从OW１、OW２后

表面上发出的损耗光束对B３、B４和B１、B２分别通

过由L１、L２、R４及L３、L４构成的两套一倍扩束镜

传递到分光棱镜BS３的分光面上进行合束,且合束

点与辅助物镜L５间的距离等于L５的物方焦距f５,
如图２所示[２３].最终合束后,因为一倍扩束镜的角

放大率为１,且损耗光束对于入射面与出射面是平

行的,所以从辅助物镜L５物方焦点处斜入射辅助

物镜的两对正交偏振损耗光束(B１、B２和B３、B４)的
物方倾斜角,与其在光楔后表面处与光轴的夹角u
相同[２２,２４Ｇ２５].之后,４束损耗光经 L５及显微物镜

(objective)组成的开普勒望远镜系统聚焦到样本平

面(sample)上发生干涉,产生出正方形网格状并行

荧光擦除图案.

４　实验仿真

本文基于图２所示的光路装置,用模拟仿真的

方法研究了基于光楔的并行荧光擦除图案的产生方

法.在仿真过程中,本文选用光束大小为１、波长为

７６０nm的随机偏振高斯光源作为损耗光光源,采用

数值孔径为１．４的平场复消色差油浸物镜作为显微

物镜,其结构参数参见文献[２６]中的例１.之后,在
样本平面上连续放置两个轴向间距为１nm且横纵

向半宽均等于１０００nm的矩形探测器,令它们分别

探测水平偏振光或竖直偏振光产生的相干照度.因

为两探测器的间距远小于衍射极限,所以可认为两

探测器分别接收到并行荧光擦除图案的水平或竖直

偏振分量.根据光波的叠加原理,两探测器相干照

度数据之和即为样本平面上的并行荧光擦除图案,
结果如图４所示[２０].

探测器１负责接收样本平面上水平偏振光产生

的相干照度,探测结果如图４(a)所示.可见,水平

偏振损耗光束B３、B４在聚焦区域发生干涉,产生出

了在横向(x 方向)呈周期性排列的竖直光学条纹.
这组周期性排列的竖直光学条纹的归一化行截面光

强变化曲线如图４(d)所示,图中曲线共包含１０００
个数据采样点,采样点的横坐标代表该点在探测器

上的空间位置,纵坐标代表该点处探测器接收到的

归一化光强度.图４(d)中最左端第一波峰的横坐

标为１１８,最右端第６波峰的横坐标为８２３,因为矩

形探测器的横向半宽为１０００nm,所以采样点横坐
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标增加１个单位代表探测器上该点位置变化２nm,
由此算可得组成并行荧光擦除图案的呈周期性排列

的竖直光学条纹在水平方向(x 方向)的平均峰峰距

离,即并行荧光擦除图案在水平方向(x 方向)的周

期为２８２．０nm.
探测器２负责接收样本平面上竖直偏振光产生

的相干照度,其探测结果如图４(b)所示.可见,竖
直偏振损耗光束B１、B２在聚焦区域干涉产生出了

在纵向(y 方向)呈周期性排列的水平光学条纹.这

组周期性排列的水平光学条纹的归一化列截面光强

变化曲线如图４(e)所示,图中曲线共包含１０００个

数据采样点,采样点的横坐标代表该点在探测器上

的空间位置,纵坐标代表该点处探测器接收到的归

一化光强度.图４(e)中最左端第一波峰的横坐标

为１２０,最右端第６波峰的横坐标为８２９,因为矩形

探测器的纵向半宽也为１０００nm,所以采样点横坐

标增加１个单位同样代表探测器上该点位置变化

２nm,由此可计算得到组成并行荧光擦除图案的呈

周期性排列的水平光学条纹在竖直方向(y 方向)的
平均峰峰距离,即并行荧光擦除图案在竖直方向(y
方向)的周期为２８３．６nm.

将上述周期性排列的竖直光学条纹和水平光学

条纹非相干叠加后,就可得到并行荧光擦除图案,即
一个周期为２８２．０nm×２８３．６nm的正方形光学格

子,如 图 ４(c)所 示.仿 真 结 果 显 示,在 波 长 为

７６０nm的损耗光下,本文所提方法使用数值孔径为

１．４ 的 显 微 物 镜 产 生 出 了 周 期 为 ２８２．０nm×
２８３．６nm的正方形网格状并行荧光擦除图案,该图

案周期为此条件下衍射极限(２７１．４３nm)的１．０４
倍.而在同样波长的损耗光下,已报道方法使用数

值孔径为１．４９的显微物镜仅产生出了周期约为

２９０nm×２９０nm的正方形网格状并行荧光擦除图

案,该图案周期为此条件下衍射极限(２５５．０３nm)的

１．１４倍[１０].这一数据对比表明:在同样的条件下,
本方法能产生出周期更小的并行荧光擦除图案,可
以实现更高的成像分辨率.

图４ 并行荧光擦除图案的仿真结果.(a)水平偏振损耗光束在聚焦区域产生的干涉图样;(b)竖直偏振损耗光束在聚焦区

域产生的干涉图样;(c)所有损耗光束在聚焦区域产生的并行荧光擦除图案;(d)表图(a)中y＝０处的行截面光强分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　布;(e)图(b)中x＝０处的列截面光强分布

Fig敭４Simulationresultsofparallelizedfluorescencedepletionpatterns敭 a Interferencepatternsproducedbyhorizontal

polarizationSTEDbeamsinfocus  b interferencepatternsproducedbyverticalpolarizationSTEDbeamsinfocus 

 c parallelizedfluorescencedepletionpatternsproducedbyallSTEDbeamsinfocus  d rowcrosssectionintensity
　　　　　　　　　offigure a aty＝０  e columncrosssectionintensityoffigure b atx＝０

５　结　　论

本文提出了一种基于光楔的全新正方形网格状

并行荧光擦除图案产生方法,通过调控损耗光束入

射辅助物镜的物方倾斜角,可更充分地利用显微物

镜的数值孔径,产生出周期更小的并行荧光擦除图

案[１０].而且,在产生并行荧光擦除图案过程中,不
必调整损耗光束的偏振方向,本方法比已报道方法
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更简单方便,而且避免了因频繁调整损耗光束偏振

方向而造成的损耗光强的损失[１２].

参 考 文 献

 １ 　HellS W WichmannJ敭Breakingthediffraction
resolutionlimitbystimulatedemission stimulatedＧ
emissionＧdepletion fluorescence microscopy J 敭
OpticsLetters １９９４ １９ １１  ７８０Ｇ７８２敭

 ２ 　KlarTA HellSW敭SubdiffractionresolutioninfarＧ
fieldfluorescence microscopy J 敭OpticsLetters 
１９９９ ２４ １４  ９５４Ｇ９５６敭

 ３ 　BingenP ReussM EngelhardtJ etal敭Parallelized
STEDfluorescencenanoscopy J 敭OpticsExpress 
２０１１ １９ ２４  ２３７１６Ｇ２３７２６敭

 ４ 　HuangB BabcockH ZhuangX W敭Breakingthe
diffractionbarrier superＧresolutionimagingofcells
 J 敭Cell ２０１０ １４３ ７  １０４７Ｇ１０５８敭

 ５ 　JinLJ HeY QuLX etal敭Analysisofnew
superＧresolutionmicroscopytechnology J 敭Laser&
OptoelectronicsProgress ２０１８ ５５ ３  ０３０００６敭

　　　金录嘉 何洋 瞿璐茜 等敭新型超分辨显微技术浅

析 J 敭激光与光电子学进展 ２０１８ ５５ ３  ０３０００６敭
 ６ 　PengD M FuZF XuPY敭Fluorescentproteins

andsuperＧresolution microscopy J 敭Acta Optica
Sinica ２０１７ ３７ ３  ０３１８００８敭

　　　彭鼎铭 付志飞 徐平勇敭荧光蛋白与超分辨显微成

像 J 敭光学学报 ２０１７ ３７ ３  ０３１８００８敭
 ７ 　XuY W ZhangY H YangH M etal敭Imaging

technology of reduced photobleaching based on
controllablelightexposureＧconfocalmicroscopy J 敭
ChineseJournalofLasers ２０１８ ４５ ４  ０４０７００１敭

　　　徐依雯 张运海 杨皓旻 等敭基于可控光剂量的低

荧光漂白共聚焦成像技术 J 敭中国激光 ２０１８ ４５
 ４  ０４０７００１

 ８ 　LiH XiaXY ChenTA etal敭Applicationsof
twoＧphotonexcitationfluorescencelifetimeimagingin
tumordiagnosis J 敭ChineseJournalofLasers 
２０１８ ４５ ２  ０２０７０１０敭

　　　李慧 夏先园 陈廷爱 等敭双光子荧光寿命成像在

肿瘤诊断研究中的应用 J 敭中国激光 ２０１８ ４５
 ２  ０２０７０１０

 ９ 　Chmyrov A Keller J Grotjohann T et al敭
Nanoscopywith morethan１００ ０００ doughnuts 
 J 敭NatureMethods ２０１３ １０ ８  ７３７Ｇ７４０敭

 １０ 　Yang B Przybilla F Mestre M etal敭Large
parallelization of STED nanoscopy using optical
lattices J 敭OpticsExpress ２０１４ ２２ ５  ５５８１Ｇ
５５８９敭

 １１ 　KellerJ SchönleA HellSW敭Efficientfluorescence
inhibitionpatternsforRESOLFT microscopy J 敭

OpticsExpress ２００７ １５ ６  ３３６１Ｇ３３７１敭
 １２ 　BergermannF AlberL SahlSJ etal敭２０００Ｇfold

parallelizeddualＧcolorSTEDfluorescencenanoscopy
 J 敭OpticsExpress ２０１５ ２３ １  ２１１Ｇ２２３敭

 １３ 　YangB FangCY ChangHC etal敭Polarization
effectsinlattice– STED microscopy J 敭Faraday
Discussions ２０１５ １８４ ３７Ｇ４９敭

 １４ 　CaiLZ YangXL WangYR敭AllfourteenBravais
lattices can be formed by interference of four
noncoplanarbeams J 敭OpticsLetters ２００２ ２７
 １１  ９００Ｇ９０２敭

 １５ 　YuanL WangGP HuangXK敭Arrangementsof
fourbeamsforany Bravaislattice J 敭 Optics
Letters ２００３ ２８ １９  １７６９Ｇ１７７１敭

 １６ 　YangXL CaiLZ WangYR etal敭Interferenceof
fourumbrellalikebeamsbyadiffractivebeamsplitter
forfabricationoftwoＧdimensionalsquareandtrigonal
lattices J 敭OpticsLetters ２００３ ２８ ６  ４５３Ｇ４５５敭

 １７ 　XiaoY ZhangYH ShiYQ etal敭Thestudyon
opticallatticeformedbyfourＧbeaminterference J 敭
Optik ２０１６ １２７ ２２  １０４２１Ｇ１０４２７敭

 １８ 　JiJR敭HigheropticscourseＧbasicelectromagnetic
theory of optics M 敭 Beijing China Science
Publishing& MediaLtd敭 ２００７ １Ｇ４４敭

　　　季家镕敭高等光学教程 光学的基本电磁理论 M 敭
北京 科学出版社 ２００７ １Ｇ４４敭

 １９ 　LiaoY B敭Polarizationoptics M 敭Beijing China
SciencePublishing& MediaLtd敭 ２００３ ４５Ｇ６３敭

　　　廖延彪敭偏振光学 M 敭北京 科学出版社 ２００３ 
４５Ｇ６３敭

 ２０ 　LiangQY敭Physicalopticsfifthedition M 敭５thed敭
Beijing Publishing HouseofElectronicsIndustry 
２０１８ ４８Ｇ１１７敭

　　　梁铨延敭物理光学 M 敭５版敭北京 电子工业出版

社 ２０１８ ４８Ｇ１１７敭
 ２１ 　LiXT CenZF敭Geometricaloptics aberrationsand

opticaldesign M 敭Hangzhou ZhejiangUniversity
ofTechnologyPress ２０１４ １０Ｇ５６敭

　　　李晓彤 岑兆丰敭几何光学像差光学设计 M 敭
杭州 浙江大学出版社 ２０１４ １０Ｇ５６敭

 ２２ 　ZhangY M敭Applyoptics M 敭３thed敭Beijing 
PublishingHouseofElectronicsIndustry ２００８ １８Ｇ
１２６敭

　　　张以谟敭应用光学 M 敭３版敭北京 电子工业出版

社 ２００８ １８Ｇ１２６敭
 ２３ 　LaikinM敭Lensdesign M 敭ZhouHX ChengYF 

Transl敭４thed敭Beijing ChinaMachinePress ２０１２ 
１４３Ｇ１４４敭

　　　莱金敭光学系统设计 M 敭周海宪 程云芳 译敭４
版敭北京 机械工业出版社 ２０１２ １４３Ｇ１４４敭

 ２４ 　TianQ LiaoYB SunLQ敭Engineeringoptics M 敭

０２０７０３１Ｇ６



中　　　国　　　激　　　光

Beijing TsinghuaUniversityPress ２００６ ３５Ｇ７１敭
　　　田芊 廖延彪 孙利群敭工程光学 M 敭北京 清华

大学出版社 ２００６ ３５Ｇ７１敭
 ２５ 　SmithWJ敭Modernopticalengineering M 敭ZhouH

X ChengYF Transl敭４thed敭Beijing Chemical

IndustryPressCo敭 Ltd敭 ２０１１ ９８Ｇ１２４敭
　　　史密斯敭现代光学工程 M 敭周海宪 程云芳 译敭４

版敭北京 化学工业出版社 ２０１２ ９８Ｇ１２４敭
 ２６ 　Suzuki T敭 Immersion microscope objective 

US５５１７３６０ P 敭１９９６Ｇ０５Ｇ１４敭

０２０７０３１Ｇ７


